
松山湖材料实验室关于采购激光共焦显微镜

的需求论证和市场调研

1.需求 论证

松山湖材料实验室材料芾刂各与表征平台致力于建设设备领先、功能完各的先

进技术平台。激光共聚焦显微镜用于材料的亚微米表征观察分析及非接触式粗糙

度分析 ,在材料领域有着重要的应用。它而对不同的科研需耍 ,可在微米和亚微

米级别,完成对材料加工表面轮廓与形状的全面三维表征测试与分析 ,可获得被

观测样品的微观二维形貌图像、微观三维形貌图像、微观三维轮廓 与地形图像。

将采样数据运算后,可获得线宽、面积、体积、台阶、线与面粗糙度和平面几何

参数等测量数据。其应用领域非常广泛,主耍为样品I微观表面 3D观察和测量 ,

粗糙度分析。样品包括 MENlS(微 电子机械系统 )、 半导体、品体、液晶、金属

材料、陶瓷、化学材料,生物材料等。考虑到上述需求和实际情况,需耍购买一

台激光共聚显微镜系统。满足各研究方向表征观察的应用,具体采购需求如下 :

1,1机构部分

1:采用针孔共聚焦光学系统工作。

2:光源类型:≤ 40dllm紫色半导体激光,激光符合 ⑾7247.1,属 于 2类激

光产品。光接收元件:采用 16bit光 电倍增管,超高精纠Ⅱ硎∞。

3:X/t/方 向测量显示分辨率 1nm。 z向测量显示分辨率 0,5nln。

4:观察照明:同时具备环状照明和同轴落射照明。

l。 2镜头

物镜镜头安装孔位≥6个 ,内置目镜放大 20x,激光扫描倍率 1x-8x放大 ,

两级放大倍率不小于 23900倍 。

1:5X,工作距离不低 T22lllln;带有环形照明,具有光学变焦扫描观察功能。

5倍镜头时 Z方向测量重复精度到 500nm,XY方向测量重复精度到 400nm。 视野



莰氢目囝≥≥337x252um-3699x2772um。

2:1α ,工作距离不小于 16llllll;带 有环形照明,具有光学变焦扫描观察功能。

10倍镜头时 Z方向测量重复精度到 100nm,XY方 向测量重复精度到 400nm。 带有

环形照明,具有光学变焦扫描观察功能。视野范围≥168x127u ln18四 x1385um,

3:20X,工作距离不低于 3.0lllln。 ⒛ 倍镜头时 Z方向测量重复精度到 50n△ l,

Ⅻ 方向测量重复精度到 120nm。  带有环形照明,具有光学变焦扫描观察功能。

视野范围≥84x63u ll1924x693um.

4:5OX,工 作距离不小于 0.34mm,视野范围≥33,7x25.2u ln370x277um,

带有环形照明,具有光学变焦扫描观察功能。

5:15OX,工作距离为 0。 zlllm,视野范围≥11x8.3u ll1123x92um,带 有环形照

明,具有光学变焦扫描观察功能。

1.3 丐力台乞

1:具各面扫描和线扫描两种扫描方式,面扫描速度不低于 12OHz、 线扫描速

度不低于 7500Hz。

2:具各快速测量 №⑾sⅤ丌 iatiOn功能,彐^符合 Is∞51786标准。

3:具备智能自动调整激光接受量的 MGII功能。

4:角度特性:稳定测量倾角≥87。 l度的斜面。

5:Ⅻ 载物台手动运行范围≥70△ lln冰 7Olnm。

6:软件可以实现 2D、 3D图像观察,并能通过图像测量 K度、高度、角度、

面积、体积、粗糙度 (IS0)等精确测量。具有表面形貌测量、透明膜厚测量和

透明体上表面测量模式。

7:表面粗糙度测量符合 IS∞5178标准。

8:具有 lllDR高清晰动态范围观察功能 (灰度级达 65536),

9:线粗糙度 ,多线条粗糙度测量符合 Isα287标准。



10:测量软件和分析软件可分离使用 ,分析软件无限授权 ,可以安装在用户

任意一台电脑 ;对原始图像数据进行图像的分析,无需密码狗。

11:多文件分析功能:可在并列显示多个扫拙结呆文件后 ,针对多个图像进

行一致性分析测量。基准面的高度统一、图表的高度以及宽度设定的统一、3D

方向的统一等等,可对高度/宽度的设定条件进行统一设定。

12:Ⅻ 方向带有电动载物台, 载物台行程≥10弥 100lllln,可 针对大型样品

实现自动扫描功能。

2.市场调研

(1) 相关行业

激光共焦显微镜系统广泛应用于各行各业,在前沿的 5G技术当中,激光共

焦显微镜系统的微观观察及粗糙度分析起到相关的作用。

在诸多行业的表征微观分析应用的领域中,在微米和亚微米级别 ,用于材料

加工表面轮廓与形状的全面三维表征测试与分析。面对不同的科研用途,需要微

米和亚微米级别的表征观察,三维微观表征测试 ,粗糙度分析 ,高角度观察成像

等等处理。

在电子行业,半导体行业,材料行业己经广泛应用。样品包括 MEMS(微电子

机械系统 )、 半导体、晶体、液晶、金属材料、陶瓷、化学材料,生物材料等。

主要是使用激光共焦显微镜系统分析亚微米级要求 ,工维高度信息,表面粗糙度

分析等。

(2) 产业发展状况

在产业发展下,在各行业中,如 :电子行业,半导体行业,材料行业,生物

医疗等 ,在微米到亚微米的观察要求越来越高,对样品三维微观表征分析 ,粗糙

度分析需求越来越多,要求也越来越高,特别是电子行业
"技
术粗糙度分析 ,

失效分析 ,半导体行业三维高度分析,材料行业亚微米 (120nm)观 察等等,激

光共焦显微镜系统都起到重要作用。

因此在高精度的微米及亚微米微观表征观察,粗糙度分析,是科研应用的重



要分析手段。

(3) 供应商 :

A。 德国徕卡 Leica DCM8的共聚焦显微镜系统

产品型号:Leica DC鹂  价格 :RMB1,758,320.00

将高清共聚焦显微技术和干涉测量技术融合在-起 ,更添加了丰富的附加功

能,使各种材料表面特性的精确再现变得便利起来。为满足您的记录需求 ,系统

的内置百万像素 CCD摄像头 和 4个 LED光源提供非同凡响的真彩成像功能。

技术指标 :

测量原理 :非接触式 3D双核光学成像轮廓测定法 (共聚焦和干涉测量)。

功能:高清成像、高清 3D形貌、轮廓、坐标、厚度、粗糙度、体积、表面

纹理、光谱分析、 色彩分析等。对比度模式:高清共聚焦、高清干涉测量 (PsI、

ePSI、 Ⅶ I)、 高清明场彩色、明场、暗场、实时高清 R(;B共聚焦。

样品高度 标准型:碉 mm;包括可调立柱:最高 150rrlm;根 据要求可提

供更高的样品高度。

物镜 :共聚焦、明场和暗场模式下,放大倍率 1,25× 至 150× 可选 ;

干涉测量模式下,放大倍率 5× 至 50× 可选。6位手动物镜转糯 (6位电动式

物镜转盆可选 )。 载物台扫描范围 (x、 y、 z)垂直:z=们 llllll;水平 :Ⅻ =100x75

llllll(标准 )。 根据要求,可提供更大的载物台。

垂直扫描范围 共聚焦 40lllm,"I20l1lm,ePSI100llllll,Ⅶ Ⅱ0lnlll。   照

明 LED光源:红色 (630nm),绿色 (530nm),蓝色 (460nm)和 白色。

图像采集 CCD黑 白传感器 :1360x1024像素 (全分辨率);黑 白 35F"真

彩 /共聚焦:3「PS(全分辨率),10"s(半 分辨率),15叩s影像共聚焦。样品丨反

射率 0,l%100%。 尺寸和重量 长 x宽 x高=573lnln x390lnlll x569mm;重量 :



48kg。 工作条件 温度:10° 至 35° C;相对湿度(Rlll<8溉;海拔高度<⒛00

m。 隔振 有源或无源 。 再现性 (50x放大倍率)共聚焦 /吒I:误差=0,003mm

(3nm);PSI:误 差=0.16lllll(0,00016llllll)⊙ 精确度 (20x放大倍率)开环 :

相对误差<幽 ;闭环:误差<20llm。

B。 日本 KEYENCE的 VK-X1100激光共聚焦显微镜系统

产品型号:VK X1100 价格 :RMB800,000,00

1、 具各初学者和专家模式,两种观察操作模式。

2、 具备面扫描和线扫描两种扫描方式,面扫描速度不低于 12OlJz、 线扫描速

度不低于 7500Hz。

3、 具各快速测量 Focus忆ri乩 iOn功能,且符合 IS∞51786标准。

4、 具各智能自动调整激光接受景的舳G II功能。

5:角度特性:稳定测量倾角≥87,1度的斜面。

6:XY载物台手动运行范围≥70mm冰 7Olllm。

7:软件可以实现 2D、 3D图像观察,并能通过图像测量长度、高度、角度、

面积、体积、粗糙度 (IsO)等精确测量。具有表面形貌测量、透明膜厚测量和

透明体上表面测量模式。

8:表面粗糙度测量符合 ISα5178标准。

9:双扫描功能:在不改变针孔等情况下,可以通过自动调节激光强度来进

行正常和高曝光两次扫描 ,来克服明暗差异大的样品表明扫描。通过改变针孔大



小来增加进光量的方式不被接受。  。

10:具有 HlDR高清晰动态范围观察功能 (灰度级达 65536)。

11:线粗糙度,多线条粗糙皮测量符合 ISα287标准。

12:测量软件和分析软件可分离使用,分析软件无限授权,可以安装在用户

任意一台电脑;对原始图像数据进行图像的分析,无需密码狗。

13:多文件分析功能:可在并列显示多个扫描结呆文件后,针对多个图像进

行一致性分析测量。基准面的高度统一、图表的高度以及宽度设定的统一、⑾

方向的统一等等,可对高度/宽度的设定条件进行统 ^设定。

14:Ⅻ 方向带有电动载物台, 载物台行程≥100冰 100l11l△ ,可针对大型样品实

现自动扫描功能。

C日本 OLYMPUS公司 0LS50OO△ AF激光共聚焦显微镜系统

产 品型号 :fJLS500卜泓 F

oLs50∞ “钾W0a置示例

价格:"D1⒅ 000

日本 tJLYMPUS提供 10倍到 100倍一系列减少像差的碉5nm专用物镜,减少

像差问题 ,准确测量样品周边区域。双共焦系统,可 以快速全面采集到样品的信

号,光栅尺的精密安装,高度保证 Z轴精度。专用的光学及 岖MS扫描器使得 XY

测量的准确度控制在〃-1。 甄以下,可以得到高精度的平面数据。平面最高分辩

率 120nm,Z轴 分辩率为 0,6nm,高精度的粗糙度分析。载物台采用超声波驱动技

术,具有移动精度高、移动速度快、起停更精确。可以满足样品表征微观分析与

观察的需求。

技术指标 :

一、主机



1、 半导体激光光源 :们5nm和 ⅡD白光光源。

2、 放大倍数:10817000倍 ,18倍变焦系统

3、 光学系统:双针孔共焦光学系统

钅、光电倍增管:16bit

5、 多种观察方法:彩色明场,彩色微分十涉 DIC,激光明场 ,激光微分干涉

DIC观察

6、 最大样品高度 :100llllll

7、 测量精度 :

平面准确度:测量值+/△。甄

平面测量重复性:20X:0,05um;50X:0,04um;100X:0.02um;

高度准确度 :0.15+L/100um(I冫 :坝刂量长度 ul1ll

高度测量重复性:⒛X:0.03um; 50X:0.012um;100Ⅹ :0.012um;

13、 6孔电动物镜转盘,同时安装 6个镜头使用

14、 Z轴驱动采用物镜转盘上下驱动方式,移动行程 10mm。

二、激光显微镜专用物镜

10倍 以上是专门针对激光显微镜开发的物镜 ;

MPLFLN5Ⅹ (NA∶ 0.15,WD20mm)

MPLFLN10XLEXT(NA∶ 0.3,WD∶ 10。 4mm)

MPLAPO20XLˇ EXT(NA∶ 0.6,WD∶ 1mm)

MPLΛ P0N50XLEXT(NA∶ 0.95,WD∶ 0.35mm)

MPLAPON100XLEXT(NA∶ 0,95,WD∶ 0.35mm)

三、载物台

超声波电动载物台,行稆大小 100X100△ lln;保证在大范围拼接时的精度 ,保

证拼接的质量及大范围测量的精度

四、软件功能

1、 Z轴扫描模式:Z轴扫描层数可选择精细、标准、高速共三种扫描模式进

行选择,能设置扫描跳过区域 ,

2、 具备激光 HDR与 巛 扫描技术

实时全景宏观地图,连续自动对焦 ,彩色高动态光照渲染 llElR观察,彩色及



激光双模观察。采用 pEAl【 算法和双向扫描测量,具有特性的跳跃扫描功能 ;

3、 拼接模式,可拼接 2500张以上照片,具有测量两个指定区域之问的台阶

高度和距离,角度差,指定区域的体积。

4、 ISO锣 87线粗糙度测量 IS∞5178面粗糙度测量。

(4) 满足需求的供应商

基于对平台测试需求的调查,日 本 KEⅦNCE的 VK以 1100激光共聚焦显微镜

系统,满足我们对前沿领域研究的功能需求,使用先进的光学系统,成像清晰 ,

分辩率高;传感器灵敏度高,测量精度有保证。相比较于其他两个品牌 , 配置

有 150X的物镜 ,放大倍数可达两万倍以上,能够覆盖目前遇到和未来可能用到

微米及亚微米的表征分析应用需求。具备快速测量 Fo⑾ s Ⅴari乩 iOn功能和多文

件分析功能,可进行快速的分析测量 ,并在并列显示多个扫描结果文件后 ,针对

多个图像进行一致性分析测量,可 以提高测试的效率,基本上满足所有研究样品

的观察检测分析要求。

VKd1100的粗糙度分析 ,具有面对不同的科研用途 ,如轻元素分析团队铜箔

的粗糙分析,光子制造团队微孔加工,观察表面三维形貌及粗糙度分析等 ,在便

于我们进行更广阔领域的实验性研究。

VK X1100在 微米和亚微米级别 ,用于材料加工表面轮廓与形状的全面三维表

征测试与分析。可获得被观测样品的微观二维形貌图像、微观二维形貌图像、微

观三维轮廓与地形图像。将采样数据运算后,可获得线宽、面积、体积、台阶、

线与面粗糙度和平面几何参数等测量数据。其应用领域非常广泛 ,主要为样品微

观表面 3D观察和测量,粗糙度分析。

KEYⅢCE可 以提供每年一次免费的矫正并且出具矫正证书,有完善的售后服

务部,如果关键高精度的部件损坏 ,需要回日本原厂维修 ,如果是工程师上门可

以维修好的内容,终身免费服务。而日~每年都有免费的清洁保养服务。

拟采购供货方 :

制造商:日 本 KEⅦNCE

代理商:广州麦特生物科技有限公司



产品型号:VK X1100

价格:跚B800000,00

主要技术指标 :

一:机构部分 :

1:所提供机型为正置分体式结构 ,测量部与载物台可以分离,便于安装到

大平台上使用 ;

2:采用针孔共聚焦光学系统工作。

3:光源类型:≤硐钿m紫色半导体激光。

茌:光接收元件 :采用 16bit光 电倍增管,超高精细 CM∞ 。

5:X〃 方向测量显示分辨率 1nm。

6: Z向测量显示分辨率 0.5lllll。

⒎ Z向线性标尺为 0.5nrrl。

8:观察照明:同时具各环状照明和同轴落射照明。

9:激光符合 GB72狎。1,属于 2类激光产品丨。

二:镜头

1:5X,工作距离不低于 22llllll;带有环形照明,具有光学变焦扫描观察功能。

5倍镜头时 Z方向测量重复精度到 500nm,Ⅻ 方向测量重复精度到 硐0nm。 视野

范围≥337x252u「3699x2772um。

2:1ClX,工作距离不小于 16lllln;带有环形照明,具有光学变焦扫描观察功能。

10倍镜头时 Z方向测量重复精度到 100nm,W方 向测量重复精度到 400nm。 带有

环形照明,具有光学变焦扫描观察功能。

视野范围≥168x127ur18⒆x1385um.

3:2OX,工作距离不低于 3,0llllll。 20倍镜头时 Z方向测量重复精度到 50llln,



Ⅻ 方向测量重复精度到 120nm。  带有环形照明,具有光学变焦扫描观察功能。

视野范围≥84x63u ll192⒋693um,

4:5OX,工 作距离不小于 0.34llllll,视野范围≥33.7x25.2u ln370x277um,

带有环形照明,具有光学变焦扫描观察功能。

5:150X,工作距离为 0,2lllln,视野范围≥11x8.3u ll1123x92um,带 有环形照

明,具有光学变焦扫描观察功能。

6:内置目镜放大 20x,激光扫描倍率 1x-8x放大, 两级放大倍率不小于

23900倍 。

7:物镜镜头安装孔位≥6个 。

经广泛调研 ,满足实验所需技术指标要求的激光共聚焦显微镜系统国内还无

法生产 ,日 本 KEYENCE的 Ⅶ X1100激光共聚焦显微镜系统可以满足技术需求 ,

其高灵敏度的探测器保证 F测量的精度和准确度 ,配有 150X物镜 ,有更高放大

倍数,软件具有多文件分析功能,制i糙度分析建议功能等 ,使其应用上更广泛和

便捷。因此 ,拟申请采购日本日本 KEYENCE的 VK以 n oo激光共聚焦显微镜系统。

采购需求部门论证签字 (3人以上,含部门负责人):

弓隘扌磅 l膨}勿9纤
附件:调研供应商产品报价

松山湖材料实验室

加 劾 每
三
了 月
2早 日


